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Проблема создания малоэрозионного, сильноточного катода является центральной для многих новых плазменных технологий, использующих в своей работе дуговые плазмотроны. Оптимизация форм и структуры катода, выбор материала катода (включая композитные материалы) может быть выполнен посредством численных экспериментов, адекватно моделирующих процессы на поверхности катода и прикатодной области. 

В данной работе в широком диапазоне температур поверхности проведен анализ вольт-амперных характеристик (ВАХ) вольфрамового термоэмиссионного катода, работающего в аргоновой плазме. Показано, что немонотонная при низких температурах катода ВАХ (в отличие от работы [1] построена и падающая ветвь ВАХ) с ростом температуры катода переходит в монотонную падающую ВАХ (рис. 1). Получен критерий смена вида ВАХ вольфрамового термоэмиссионного катода. Пользуясь известными критериями устойчивости горения электрической дуги [2], можно сделать заключения о возможности реализации работы дуги на конкретной ветви ВАХ вольфрамового термоэмиссионного катода.

В рамках самосогласованного подхода, решена задача о форме ВАХ катода. В самосогласованном подходе температура катоды не является свободным параметром, а определяется из балансовых соотношений для потоков энергии, падающих на поверхность катода. Для вольфрамовых катодов, работающих в аргоновой плазме, ВАХ является падающей (рис.2). Следовательно, устойчивая работа катода может проходить либо при однородном распределении температуры по поверхности катода, но при строго определенных условиях, связанных с внешней цепью дуги [2], либо с переходом в режим с катодным пятном и неоднородным профилем температуры и тока эмиссии.
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Рис. 1. Зависимость безразмерной плотности тока от безразмерного прикатодного падения потенциала (ВАХ) при различных значениях температуры катода T0:1 — T0 = 2800 К; 2 — T0 = 2750 К; 3 — T0 = 2700 К; 4 — T0 = 2650 К; 5 — T0 = 2600 К.
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Рис. 2. Зависимость плотности тока от прикатодного падения потенциала (ВАХ).
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